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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Horizontal-Durchlaufanlage und Verfahren zum galvanotechnischen Behandein von Behandlungsgut 

@ Bei der Herstellung von unterschiedlich dicken Leiter- 
platten besteht das Problem, dass die Behandlungswir- 
kung an verschiedenen Stellen auf der PlattenauSenseite 
und im Inneren der Bohrungen mit zuneh mender Strom- 
dichte und mit geringer werdendem Durchmesser der 
Bohrungen ungleichmafSiger wird. Zur Losung dieses 
Problems werden eine Horizontal-Durchlaufanlage sowie 
ein Verfahren zum galvanotechnischen Behandein von 
Leiterplatten beschrieben. Zur Herstellung der Leiterplat- 
ten werden Daten zur Dicke das Behandlungsgutes vor 
dessen Zufuhrung zur Durchlaufanlage erfasst und in ei- 
nem Datenspeicher gespeichert das Behandlungsgut 
wird durch die Durchlaufanlage hindurchgefuhrt, und 
eine Baugruppe, die mindestens ein Transportorgan fur 
das Behandlungsgut sowie mindestens eine Behand- 
m lungseinrichtung (6) aufweist und die oberhalb der Trans- 
g portbahn in der Durchlaufanlage angeordnet ist wird der- 
b art eingestellt dass die Baugruppe gegenuber der Trans- 
portbahn in Abhangigkeit von der Dicke von jeweils pas- 
sierendem Behandlungsgut angehoben oder abgesenkt 
und/oder verschwenkt wird. 
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Beschreibung 

10001] Die Erfindung betrifft das eleklrolytische Behan- 
deln, Metallisieren und Atzen von Behandlungsgut, bei- 
spielsweise von Leiterplatten, in Horizontal-Durchlaufanla- 5 
gen. 

[0002] Fur die galvanotechnische Behandlung bei der 
Hersiellung von plaiien- oder folienfbnnigein Behandlungs- 
gut, insbesondere Leilerplatten, haben sich Horizontal- 
Durchlaufanlagen bewahrt. In diesen Anlagen wird das Be- 10 
handlungsgut von einer Einlaufseite zu einer Auslaufseite 
befbrdert. Innerhalb der Anlage wird das Behandlungsgut 
mit Elektrolyfflussigkeit in Kontakt gebracht, die je nach 
Behandlungsan eine Metailisier-, Atz- oder andere Behand- 
lungsflussigkeit sein kann. 15 
[0003] Hierzu weisen Horizontal-Durchiaufanlagen im 
wesentlichen mil Elektrolyt gefiiUte Badbehalter auf, in de- 
nen sich die Behandlungseinrichtungen, wie Schwalldiisen, 
Diisenstocke, Anoden, Heizeinrichtungen und dergleichen 
befinden. Eine Transporteinrichtung U^nsportierl die zu be- 20 
handelnden Teiie in horizontaler oder im Ausnahmefall 
auch in vertikaler Ausrichtung durch die Anlage. Fur den 
Transport in der Anlage bei einer chemischen Behandlung 
des Behandlungsgutes werden in der Regel Walzen einge- 
setzt, fiir die eleklrolytische Behandlung dagegen vorzugs- 25 
weise Rader und/oder Klammern. 

[0004] Beim elekuroiytischen Metallisieren wird das Be- 
handlungsgut kathodisch gepolt. Die Gegenelektroden sind 
in diesem Faile die Anoden. Beim eiektrolydschen Atzen 
werden das Behandlungsgut anodisch und die Gegenelek- 30 
U-oden kathodisch gepolt. Bei andcren elektrolytischen Be- 
handlungsarlen kann das Behandlungsgut entweder ano- 
disch oder kathodisch gepolt werden. Selbstverstandlich 
gibt cs auch Vcrfahrensarten, bei denen das Behandlungsgut 
nicht elektrolytisch behandelt wird. 35 
[0005] Zur elektrischen Kontakticrung des Behandlungs- 
gutes wahrend des Durchlaufes durch die Anlage konnen 
unter anderem Klammem, Zangen, Schraubkontakte und 
Kontaktriider verwendet werden. Als Kontaktierorgane sind 
sowohl segmentierte als auch nicht segmentierte Kontaktra- 40 
der bekannt, die am Rand von plattenformigem Behand- 
lungsgut abrollen. Die Kontakticrung mit nicht segmentier- 
ten Kontaku-adem ist beispielsweise in DE32 36 545A1 
beschrieben. Dort laufen die Kontaktrader, abgeschinnt ge- 
gen die Elektrolysekammer, auf den Plattenrandem ab und 45 
ubertragen auf diese Weise den elektrischen Strom auf die 
PlaUen. Kontaktklammem ergreifen die Flatten, die in die- 
sem Falle eben oder auch nicht eben sein konnen, losbar an 
einer Seite. Diese Klammern konnen die Flatten gleichzeitig 
Iransportieren und elektrisch konlaktieren. Eine deranige 50 
Klammem aufweisende Anordnung ist beispielsweise in 
DE 36 24 481 Al offenbart: Die Anordnung dient zum elek- 
trolytischen Auftragen eines Metalls, insbesondere von 
Kupfer, auf Leilerplatten. Als Transportorgane wird eine 
endlos angelriebene Reihe einzelner Klammem eingesetzt, 55 
die die Seitenrander der Leilerplatten fest halten und in der 
Transportrichtung in der Anordnung bewegen. 
[0006] Die oberen Transportorgane in derarligen Anlagen, 
beispielsweise Transportwalzen, sind in der Regel hohenbe- 
wegUch gelagert. Beispielsweise in DE 32 36 545 Al wird 60 
hierzu angegeben, dass eine die Transportwalze iragende 
Welle gleitend in einem vertlkal geschlitzten Loch in der 
Seitenwand des Elekux)lysebehalters getragen wird. Beim 
Einlaufen der Flatten in die Anlage driicken diese die oberen 
Walzen jeweils nach oben. 65 
[0007] Die oberen Behandlungseinrichtungen der einzel- 
nen Behandiungsstationen sind starr am Anlagenbehalter 
oder an einem Stutzgerust fiir diese Einrichtungen befestigt 
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In der in DE 32 36 545 Al beschriebenen Elektrolyseanlage 
sind die oberen Anoden beispielsweise auf Anodenhaltem 
getragen, die ihrerseits zwischen vertikalen Flatten befestigt 
sind. 

[0008] Der Abstand der Behandlungseinrichtungen von 
der Transportbahn, in der die Gegenstande befbrdert wer- 
den, wird im allgemeinen so gross gewahlt, dass auch dick- 
ste Flatten nicht an der unteren Kante der Einrichtung an- 

slossen. 

[0009] Beim elektrolytischen Metallisieren hat sich her- 
ausgestelll, dass die Dicke der abgeschiedenen Metall- 
schichten auf dem Behandlungsgut mehr oder minder stark 
schwanken kann. Insbesondere an Flattenkanten wird Me- 
tall mit einer grosseren Schichtdicke abgeschieden. Um den 
Einfluss unterschiedlicher Flattenformale auf die Schicht- 
dickenverteilung zu verringem, insbesondere wenn mit ho- 
her Stromdichte metallisiert wird, werden bisher technisch 
sehr aufwendige, verstellbare, elektrisch isolierende Blen- 
den verwendet. In EF 0 978 224 Bl ist eine Vorrichtung 
zum elektrolytischen Metallisieren von Leilerplatten offen- 
bart, in der zwischen der Transportbahn fiir die Leiterplaiten 
und den Anoden angeordnete Blenden vorgesehen sind. 
Diese Blenden sind in einer Richtung verschiebbar gelagert, 
die im wesendichen parallel zur Transportbahn und im we- 
sentlichen senkrecht zur Transportrichtung verlauft, Je nach 
Grbsse der Leilerplatten werden die Blenden so verschoben, 
dass die Randbereiche der Leilerplatten teilweise abgeblen- 
det werden, so dass eine erhohte Metallabscheidung in die- 
sen Bereichen vermieden wird. Diese Blenden werden ent- 
sprechend der Breite der Leilerplatten, quer zur Transport- 
richtung gesehen, in ihrer Lagc zur Leiterplatte automatisch 
oder manuell angepasst. 

[0010] Zur Erhbhung der Rale, mi t der Metall auf dem Be- 
handlungsgul abgeschieden wird, ist es crforderlich, die 
Su-omdichte bei der Behandlung so hoch wie moglich einzu- 
stellen. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass die Schichtdik- 
kenverleilung sowohl an verschiedenen Stellen auf der Flal- 
tenaussenseite als auch zwischen derPIattenaussenseite und 
dem Inneren der Bohrungen mit zunehmender Stromdichte 
ungleichmassiger wird. Daher sind einer Stromdichteerho- 
hung Grenzen gesetzt. 

[0011] Der vorliegenden Erfindung liegt von daher die 
Aufgabe zugrunde, die Nachteile der bekannlen Vforrichtun- 
gen und Verfahren zu venneiden und insbesondere Miltel zu 
finden, mit denen die Behandlungsgeschwindigkeit bei elek- 
u-olytischen Verfahren erhoht werden kann. Gleichzeitig soil 
eine moglichsl gleichmassige Metallveneilung auf den Plai- 
tenaussenseiten und in den Innenbereichen der Bohrungen 
erreicht werden. Femer soil auch gewahrleistet sein, dass 
die Anlage problemlos und ohne Unterbrechung betrieben 
werden kann. 

[0012] Diese Aufgabe wird durch die Vorrichtung nach 
Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 13 gelost. Be- 
sonders vorteilhafte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind 
in den Unteranspriichen beschrieben. 
[0013] Die erfindungsgemasse Horizonlal-Durchlaufan- 
lage dient zum galvanotechnischen Behandeln von Behand- 
lungsgut, insbesondere von platten- oder folienfomiigem 
Gut und vor allem von Leiterplaiten und anderen Schal- 
tungstragern. Die Durchlaufanlage kann ein einzelnes 
Durchlaufbehandlungsmodul oder mehrere in einer Reihe 
angeordnete derartige Module umfassen, durch die das Be- 
handlungsgut sukzessiv hindurchgefuhrt wird. 
[0014] Die Anlage umfasst in erflndungsgemasser Weise 
folgende Einrichtungen: 

(a) jeweils mindestens ein Transportorgan fiir das Be- 
handlungsgut oberhalb und unterhalb einer horizonta- 
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len Transportbahn, in der das Behandlungsgut in einer 
Transportrichtung durch die Durchlaufanlage beforder* 
bar isl; 

(b) niindestens eine Behandlungseinrichtung fiir das 
Behandlungsgut, die oberhalb der Transportbahn ange- s 
ordnet und die zusammen mit dem mindestens cinen 
Transpoitorgan oberhalb der Transportbahn eine Bau- 
gruppe bildet; 

(c) mindestens eine Verstelleinrichtung fur die Bau- 
gruppe, wobei die mindestens eine Verstelleinrichtung lO 
derart ausgebildet ist, dass die Baugruppe im wesentli- 
chen vertikal anhebbar oder absenkbar ist und/oder 
verschwenkbar ist, wobei die Baugruppe im letzteren 
Falle vorzugsweise uni eine sich in horizontaler Rich- 
tung, im wesentlichen quer zur Transportrichtung er- 15 
streckende Achse verschwenkbar ist. 

[0015] Zum galvanotechnischen Behandeln des Behand- 
lungsgutes in der Horizontal-Durchlaufanlage werden 

20 

(a) zunachst Daten zur Dicke des Behandlungsgutes 
vor dcssen Zufuhrung zur Durchlaufanlage erfasst und 
in einem Datenspeicher gespeichert; 

(b) das Behandlungsgut in einer Transportrichtung zur 
Durchlaufanlage zugefuhrt und in einer Transportbahn 25 
durch die Durchlaufanlage hindurchgefiihrt; 

(c) eine Baugruppe, die mindestens ein TVansportor- 
gan fur das Behandlungsgut sowie mindestens eine Be- 
handlungseinrichtung aufweist und die oberhalb der 
Transportbahn in der Durchlaufanlage angeordnet ist, 30 
derart eingestelll, dass die Baugruppe gegenuber der 
Transportbahn in Abhangigkeit von der Dicke von Je- 
wells passierendem Behandlungsgut angehoben oder 
abgesenkt und/oder verschwenkt wird, wobei die Bau- 
gruppe im letzteren Falle vorzugsweise um eine sich 35 
im wesentlichen quer zur Transportrichtung und hori- 
zontal erstreckende Achse verschwenkt wird. 

[0016] Indem die Behandlungseinrichtungen zusammen 
mit den Transportorganen eine Baugruppe bilden, die relativ 40 
zur Transportbahn, in der das Behandlungsgut u-ansportiert 
wird, angehoben, abgesenkt und/oder verschwenkt werden 
kann, kann der Abstand dieser Baugruppe zur Transport- 
bahn immer im wesentlichen gleich gross gehalten werden. 
[0017] Mit zunehmender Inlegrationsdichte der Schaltun- 45 
gen muss der Durchmesser der Bohrungen in Behandlungs- 
gut, insbesondere in Leiterplatten, immer geringer werden. 
Ausserdem wird die Stromdichte bei eleku-olytischen Ver- 
fahren gleichzeitig immer grosser eingestellt, um die Be- 
handlungsverfahren zu beschleunigen und somit die Anla- 50 
geniange und somit den Investitionsaufwand vcrringem zu 
konnen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kann 
beispielsweise der Abstand der Anoden von der Behand- 
lungsgutoberflache verringert werden. Dadurch wird der 
Behandlungsaufwand verringert und die Qualitat vcrbessert. 55 
Der Anoden/Kathoden- Abstand kann im Bereich von elwa 5 
bis 20 mm gehalten werden, um die Spitzenwirkung bei der 
elekuolytischen Behandlung an Kanlen und Inseln auf dem 
Behandlungsgut zu verringem. Wird der Abstand der Be- 
handlungsgutoberflache von den Behandlungseinrichtungen 60 
bei hcrkommlichen Aniagen daher verringert, eigeben sich 
je nach der Dicke des Behandlungsgutes prozentual zuneh- 
mende Unlerschiede der Abslande an dessen Oberseite und 
Unlerseite, da die Lage der unteren Behandlungseinrichtun- 
gen relativ zur Transportbahn fiir das Behandlungsgut fixiert 65 
ist, nichl jedoch der Abstand der oberen Behandlungsgut- 
oberflache zu den oberen Behandlungseinrichtungen. Der 
unterschiedliche Abstand der oberen und unteren Anode 
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von den zu behandelnden Oberflachen wirkt sich bei unter- 
schiedlich dickem Behandlungsgut somit nachteilig aus. 
Zwei Gleichrichter regeln den Slrom nonnalerweise indivi- 
duell fur jede Plattenseite. Daher kommt es zu storenden 
Qualitatsunterschieden an den beiden Seiten des Behand- 
lungsgutes. 

[0018] Ausgehend von diesen Nachteilen der bekannten 
Vorrichtungen und Verfahren, namlich dass insbesondere 
bei Anwendung einer hohen Stromdichte beim eleku-olyti- 
schen Behandeln unterschiedliche Behandlungsergebnisse 
an verschiedenen Stellen auf der Leiterplattenoberflache 
und zwischen der Leiterplattenaussenseite und dem Inneren 
der Bohrungen erhalten werden, wird eine Vergleichmassi- 
gung des Behandlungsergebnisses, beispielsweise der Dicke 
des abgeschiedenen Metalls, dadurch erreicht, dass der Ab- 
stand der Behandlungseinrichtungen von der Leiterplatten- 
oberflache im wesentlichen immer gleich gross gehalten 
wird. Ebenso wie beim elektrolydschen Metallisieren wird 
eine derartige Vergleichmassigung auch beim elektrolyti- 
schen Atzen sowie bei chemischen (nicht-elekU*olytischen) 
Behandlungsverfahren erreicht, beispielsweise indem der 
Abstand der Zufiihreinrichtungen fiir das fliissige Behand- 
lungsmittel von der Leiterplattenoberflache immer im we- 
sendichen gleich gross gehalten wird. Ein besonders gutes 
Behandlungsergebnis wird dann erreicht, wenn sowohl der 
Abstand der Gegenelekuroden zur Leiterplattenoberflache 
als auch der Abstand der weiteren Behandlungseinrichtun- 
gen zur Leiterplattenoberflache im wesendichen gleich 
gross gehalten werden. Der Abstand der unteren Behand- 
lungsgutoberffache von den unteren Behandlungseinrich- 
tungen ist zwar fest vorgegeben. Indem unterschicdlich dik- 
kes Behandlungsgut behandelt wird, variiert jedoch der Ab- 
stand der oberen Behandlungseinrichtungen von der oberen 
Behandlungsgutoberflache in Abhangigkeit von dessen 
Dicke. 

[0019] Um diesen Einfluss auszugleichen, werden die Be- 
handlungseinrichtungen in einer Baugruppe zusammenge- 
fasst. Der genannte Abstand kann durch Zusammenfassen 
der Behandlungseinrichtungen mit den IVansportorganen in 
einer Baugruppe im wesendichen gleich gross gehalten wer- 
den, da hierdurch die MSglichkeit besteht, die Baugruppe an 
die Dicke des Behandlungsgutes anzupassen, indem bei- 
spielsweise Walzen oder Rader als Transportorgane auf der 
oberen Aussenseite des Behandlungsgutes abrollen und so- 
mit die Hohcniage der Baugruppe relativ zur Hohenlage der 
oberen Behandlungsgutoberflache automadsch eingestellt 
wird. Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist eine Verstell- 
einrichtung vorgesehen, mit der die Hohenlage der Bau- 
gruppe gegenuber der Transportbahn in Abhangigkeit von 
der Dicke von jeweils passierendem Behandlungsgut ange- 
hoben, abgesenkt und/oder verschwenkt werden kann. Da- 
durch wird die Hohenlage der Baugruppe unabhangig von 
auf der Behandlungsoberflache abrollenden Transportorga- 
nen automatisch oder manuell eingestellt. 
[0020] Sind beispielsweise dunne Leiterplatten oder Lci- 
lerfolien mit kleinsten Bohrungen oder Sacklochem sowie 
mit feinsten Leiterbahnen zu bearbeiten, so kann der Ab- 
stand der Behandlungseinrichtungen zur oberen Behand- 
lungsgutoberflache zu gross sein, weil der eingestellte Ab- 
stand auch dann noch ausreichend gross sein muss, um auch 
dicke Flatten bearbeiten zu k5nnen. Die Flatten- bzw. Fo- 
liendicke betragt in der Fraxis namlich 0,05 mm bis 10 mm. 
Sollen auch Flatten beispielsweise mit einer Dicke von 
10 mm bearbeitet werden, so muss der Abstand zumindest 
so gross sein, dass auch diese Flatten die Behandlungsein- 
richtungen noch passieren konnen, ohne an sie anzustossen. 
Unter dieser Voraussetzung konnen beispielsweise oberhalb 
der Transportbahn angeordnete Schwalldusen feine Bohrun- 
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gen in diinncn Flatten oder Folien nicht mehr ausreichend 
durchspulen, so dass es zu Ausschuss bei der Produktion 
koinmen kann. 

[0021] Dieses Problem wird durch die erfindungsgemasse 
Anlage und das Verfahren gelosl. 5 
[0022] Die Erfindung weist einen weiteren Vorteil auf: 
Soil auch diinnes Material, insbesondere Folie, transportiert 
werden, so isL es oft vorteilhaft, den Durchinesser v6n 
Transportwalzen zu vemngern, urn zu verhindern, dass die 
Folien auf den Walzen ankleben. Allerdings hat sich heraus- lO 
gestellt, dass es leicht zu Storungen beim Beuieb der Anlage 
kominen kann, wenn mit diesen kleineren Walzen dickes 
Material transportiert wird, weil die Walzen von den scharf- 
kantigen Leiterplatien leicht beschadigt werden konnen oder 
wcii die verfiigbare Vorschubkraft, mit der die Leiterplatten 15 
vorgetrieben werden, nicht ausreicht, diese kleineren Wal- 
zen auf die dickeren Flatten anzuheben. In diesem Fall kann 
ohne weiieres ein Plattenstau entstehen. Indem die erfin- 
dungsgemasse Anlage und das Verfahren eingesetzt werden, 
konnen somit die Qualitat des Behandlungsgutes crhoht und 20 
Beschadigungen an den Transportwalzen vermieden wer- 
den. 

[0023] Als galvanotechnische Behandlung ist jede Be- 
handiungsart anzusehen, bei der Behandlungsgut mittels 
flussiger Behandlungsmitlel behandelt wird, insbesondere 25 
elektrolytische Behandlungs verfahren, beispielsweise elek- 
trolytische Metallisier- und Atzverfahren, sowie chemische 
Behandlungsverfahrcn, beispielsweise su-omlose und La- 
dungsaustausch-Metallisierverfahren, chemische Atzver- 
fahren sowie andere Behandlungsverfahrcn, wie Reini- 30 
gungs-, Konditionier- und Aktivierungsverfahrcn. 
[0024] Die Behandlungseinrichtungen konnen die Gegen- 
elektroden bei einer elektrolytischen Behandlung des Be- 
handlungsgutes scin, also Anoden oder Kathoden, oder auch 
Einrichtungen zur Zufuhrung von Behandlungsfluid, insbe- 35 
sondere Behandlungsflussigkeit, zum Behandlungsgut, bei- 
spielsweise Sprilzdiisen, Schwalldusen, Spruhdusen und 
Bias- und Saugdiisen fiir Gase sowie Zusatzfuhrungsele- 
mente fur diinnes Behandlungsgut. Mehrere derartiger Be- 
handlungseinrichtungen konnen zusammen mit den Trans- 40 
portorganen die genannte Baugruppe bilden. Hierzu sind die 
Behandlungseinrichtungen und die Transportorgane in ge- 
eigneter Weise konstruktiv miteinander verbunden. 
[0025] Die Transportorgane sind vorzugsweise Transport- 
walzen oder auf ciner Achse angeordnete Transportrollen. 45 
Selbstverstandlich sind auch andere Arten von Transportor- 
ganen denkbar, beispielsweise seitlich gefiihrte Klammern 
oder Schleppvorrichtungen. 

[0026] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung ist mindestens ein Sensor zur Ermittlung der Dicke des 50 
Behandlungsgutes vorgesehen. Als Sensoren kommen ubli- 
che Messfuhler in Betracht, beispielsweise Bauelemente, 
die die Dicke mittels Abtastung iiber Messrollen, Licht- 
schranken, Lasennessgerale oder dergleichen ennitteln. Die 
Dicke des in die Anlage einlaufenden Behandlungsgutes 55 
wird jeweils mit Hilfe des Sensors ermittelt und dient zur 
Ansteuerung der Verstelleinrichtung fiir die Baugruppe. Ist 
mit Hilfe des Sensors festgestellt worden, welche Dicke eine 
Platte oder Folie hat, die sich in der Behandlungsanlage be- 
findet, kann die Hohenlage der Baugruppe so verstellt wer- GO 
den, dass der Abstand der Baugruppe von der Flatten- oder 
Folienoberllache konstant bleibt, sobald die Platte die Bau- 
gruppe passiert. Altemativ hierzu ist es m5glich, die Dicke 
der Flatten einem vorher angelegten Artikelstammdaiensatz 
in einer Anlagensteuerung zu speichem und zu einem geeig- 65 
neten 2^itpunkt wieder abzurufen. 
[0027] Allerdings konnen neben dem Parameter der Flat- 
tendicke auch noch weitere Parameter des Behandlungsgu- 
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tes in die Berechnung der einzustellenden Hohenlage der 
oberen Baugruppe einfliessen. Bei dicken Flatten mit sehr 
kleinen Bohrungen kann zum Beispiel die Hohenlage einer 
Baugruppe mit Schwalldusen etwas geringer als nonnaler- 
weise bei Flatten mit grosseren Bohrungsdurchmessem ein- 
gestellt werden, um die Durchflutung mit Behandlungsflus- 
sigkeit noch besser zu gestalten. Dies setzt natiirlich voraus, 
dass die Flatten sehr plan geformt sind. Andemfalls besteht 
die Gefahr, dass das Behandlungsgut die oberen Einrichtun- 
gen streift und abbremst, so dass ein Plattenstau und damit 
Ausschuss bei der Produktion entsteht. 
[0028] Der Sensor kann, in Transportrichtung gesehen, di- 
rekt vor der Baugruppe angeordnet sein, so dass die Ermitt- 
lung der Dicke unmittelbar anschliessend zu einer enlspre- 
chenden Ansteuerung der Verstelleinrichtung fur. die Bau- 
gruppe fiihren kann. Allerdings kann eine Anordnung des 
Sensors in unmitlelbarer Nahe zur Baugruppe selbst nach- 
teilig sein, wenn sich der Sensor in diesem Fall innerhalb der 
Behandlungsflussigkeit befindet, so dass die Dickenmes- 
sung nur schwierig durchfilhrbar ware. Von daher ist der 
mindestens eine Sensor vorzugsweise im Einlaufbereich der 
Durchlaufanlage fiir das Behandlungsgut ausserhalb der gal- 
vanotechnischen Behandlungsstufen angeordnet. 
[0029] Die von dem Sensor ermittelten Daten konnen ins- 
besondere in einen Datenspeicher Ubergeben werden. 
Hierzu werden diese Daten beispielsweise in Steuersignale 
konvertiert und die Steuersignale zur Ansteuerung der Ver- 
stelleinrichtung zum Anheben, Absenken und/oder Ver- 
schwenken der Baugruppe dann vorzugsweise zu einem ge- 
eigneten Zeitpunkt vom Datenspeicher aus iibertragen. Um 
unter diesen Voraussetzungen die Baugruppe dann auf die 
Dicke des jeweils passierenden Behandlungsgutes anzuhe- 
ben, abzusenken und/oder zu verschwenken, sind femer ins- 
besondere Mittel zur logischen Verfolgung des Behand- 
lungsgutes in der Durchlaufanlage sowie ein Steuerungssy- 
stem fiir die mindestens eine Verstelleinrichtung fiir die 
Baugruppe vorgesehen. Hierzu wird der jeweilige Ort, an 
dem sich das Behandlungsgut in der Durchlaufanlage befin- 
det, standig logisch verfolgt und die Baugruppe in Abhan- 
gigkeit von dem Ort angehoben, abgesenkt oder ver- 
schwenkt. 

[0030] Mil den Mitteln zur logischen Verfolgung des Be- 
handlungsgutes und mit dem Steuerungssystem ist die Ho- 
henlage der Baugruppe an die Dicke des die Baugruppe je- 
weils passierenden Behandlungsgutes anpassbar. Hierzu 
konnen ein SoUwert fiir die Hoheneinstellung der Bau- 
gruppe durch Messen der Dicke des Behandlungsgutes beim 
Zufiihren zur Durchlaufanlage ermittelt und dann die aktu- 
elle Position des Behandlungsgutes wahrend des Durchlau- 
fes durch die Durchlaufanlage berechnet oder anderweitig 
festgestellt werden. 

[0031] Beispielsweise kann es sich bei den Mitteln zur lo- 
gischen Verfolgung des Behandlungsgutes um ein Rechen- 
werk handeln, das aus der Geschwindigkeit des in der An- 
lage beforderlen Behandlungsgutes, dem Abstand zwischen 
dem Sensor und der Baugruppe sowie dem Zeitpunkt des 
Einlaufes des Behandlungsgutes in die Anlage den 2^it- 
punkt errechnet, zu dem das Behandlungsgut die Baugruppe 
passieren sollte. Diese Mittel konnen auch weitere Sensoren 
umfassen, die jeweils an bestimmten Stellen in der Anlage 
ermittcln, ob sich einzelne Behandlungsgutteile gerade in 
ihrem Bereich befinden oder ob sich dort gerade eine Lucke 
zwischen zwei Behandlungsgutteilen befindet Selbstver- 
standlich sind auch andere Verfolgungssysteme denkbar, 
insbesondere eine Kombination dieser Ausfiihrungsvarian- 
ten. 

[0032] Die Baugruppe wird diurch die Steuersignale je 
nach der Dicke des passierenden Behandlungsgutes angeho- 
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ben, abgesenkt und/oder verschwenkt. Hierzu sind geeig- 
nete Versielleinrichtungen vorgesehen, die die Baugruppe 
mittels entsprechender Verstellantriebe bewegen. Die Ver- 
stelleinrichtung kann in unterschiedlicher Weise ausgebildet 
sein: Beispielsweise kann es sich hierbei urn cine motorisch S 
angctricbene Exzcnterwelic, einc motorisch angetriebenc 
Gewindespindel, um eine hydraulisch oder pneumatisch an- 
getriebenc Verslelleinrichtung oder um einen motorisch an- 
gclriebenen Seilziig handeln. 

[0033] In einer bevorzugten Ausfuhrungsfonn ist die Ver- lO 
stelleinrichtung hydraulisch angetrieben. In diesem Falle 
kann die Energie zum Antrieb der Verslelleinrichtung als 
Hilfsenergie nundestens einer Pumpe an der Durchlaufan- 
lage entnommen werden, die fiir die Versorgung von Spritz-, 
Spriih- oder Schwalldusen und/oder fur die Kreislauffiih- 15 
rung von Badflussigkeit fur die BadumwSlzung vorgesehen 
ist Daher miissen nicht notwendig weitere Hilfsaggregate 
vorgesehen werden, um die Verslelleinrichtung anzutreiben. 
Vielmehr kann durch Nuizung der Energie dieser Pumpen 
auf weilcre Energiequellen verzichtet werden, so dass Inve- 20 
stitions- und Energie kosten eingespart werden. Die Bau- 
gruppe kann in diesem Falle initlels chemikalien fester Fal- 
lenbalge oder Hubzylinder oder dergleichen angehoben 
werden. Die Hubhohe kann zum Beispiel mitlels iiber die 
Transportwalzen gesteuerte hohenveranderbare Uberlaufe 25 
an den hydraulischen Hubeinrichtungen und/oder mitlels 
verstellbarer Hohenanschlage durch die Sleuerung der An- 
lage realisiert werden. 

[0034] In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform 
der Erfindung wird die Baugruppe wahrend der Beforderung 30 
des Behandlungsgutes durch die Durchlaufanlage so ver- 
schwenkt, dass zunachst die Hohenlage des einlaufseitigen 
Bereichs der Baugruppe an die Dicke von neu zugefuhriem 
Behandlungsgul angepasst wird und die Baugruppe bcini 
weiteren Passieren des Behandlungsgutes emeut so ver- 35 
schwenkt wird, dass nunmehr die Hohenlage des auslaufsei- 
ligen Bereichs der Baugruppe an die Dicke dieses zugefUhr- 
ten Behandlungsgutes angepasst wird. Dadurch wird das 
Problem beim Wechsel von dicken zu diinnen oder von diin- 
nen zu dicken Platten bzw. Folien weilgehend vermieden. 40 
Dadurch wird die Hohenlage der Baugruppe an unterschied- 
lichc Dicken aufeinander folgender Platten bzw. Folien an- 
gepasst, die sich gleichzeitig im Bereich der Baugruppe be- 
finden. Hierzu sind getrennte Versielleinrichtungen erfor- 
derlich, die separaL und unabhangig voneinander angesteu- 45 
ert und angetrieben werden. 

[0035] Die Transportorgane sowohl in der Baugruppe 
oberhalb der Transportbahn als auch diejenigen unterhalb 
der Transportbahn sind vorzugs weise langgestreckt ausge- 
bildet und im wesentlichen 9(r zur IVansportrichtung und 50 
parallel zur Transportbahn angeordnet Dadurch kann das 
Behandlungsgul sehr gleichmassig von den lYansportorga- 
nen erfasst und befordert werden. 

[0036] Um ferner zu gewahrleisten, dass die Baugruppe 
hohenbewegbar ist, sind die oberhalb der Transportbahn an- 55 
geordneten Transportorgane in ausserhalb der Transport- 
bahn angeordnelen seidichen Langlochlagem gefiihrt. Zum 
einen wird damit der sichere Antrieb der Transportorgane 
gewahrleisiet. Zum anderen wird sichergesiellt, dass die 
Transportorgane und damit auch die Baugruppe in senkrech- 60 
ten Fiihrungen gefuhrt wird. 

[0037] Durch geeignete Ausbildung der seitlichen Fiih- 
rungen fiir die Transportorgane kann die Hohenlage der 
Transportorgane an die Dicke des Behandlungsgutes auch in 
der Weise angepasst werden, dass die Kraft begrenzt wird, 65 
die von den Transportorganen auf das jeweils passierende 
Behandlungsgul ausgeiibt wird. Hierzu ist ein unlerer An- 
schlag fiir die in den seitlichen Langldchern gefuhrten Wel- 



len der Transportorgane vorgesehen, wobei die Hohenlage 
des unleren Anschlages an die Dicke des die Baugruppe pas- 
sierenden Behandlungsgutes zusatzlich angepasst wird. Da- 
durch liegen beispielsweise die Transportorgane in Verbin- 
dung mil Stiiizfedem unter den unteren Anschlagen nicht 
mil ihrem ganzen Eigengewicht auf der Behandlungsgut- 
oberflache auf, so dass deren Beschadigung vermieden wird. 
[0038] Zur naheren Erlaulerung der Erfindung wird auf 
die nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele ver- 
wiesen. Es zeigen im einzelnen: 

[0039] Fig. 1 schemalisch eine Seitenansicht eines Be- 
handlungsmoduls einer Horizontal-Durchlaufbehandlungs- 
anlage im Schnitt in einer ersten Ausfiihrungsform; 
[0040] Fig. 2 schemalisch eine Seitenansicht eines Be- 
handlungsmoduls einer Horizontal-Durchlaufbehandlungs- 
anlage im Schnitt in einer zweiten Ausfuhrungsform; 
[0041] Fig. 3 schemalisch eine Seitenansicht eines Be- 
handlungsmoduls einer Horizontal-Durchlaufbehandlungs- 
anlage im Schnitt in einer dritten Ausfuhrungsform. 
[0042] Horizontal-Durchlaufanlagen der erfindungsge- 
massen Art bestehen im allgemeinen aus mehreren unter- 
schiedlichen Behandlungsmodulen, durch die das flache Be- 
handlungsgul, im folgenden Leilerplatten oder Flatten ge- 
nannt, befordert wird. 

[0043] Fig. 1 zeigt ein einzelnes Durchlaufbehandlungs- 
modul zum horizontalen chemischen Behandeln mit einem 
iiber Exzenlerachsen hohenverstellbaren oberen Tragrah- 
men. 

[0044] Die Leilerplatten 2 werden iiber untere Transport- 
walzen 12 und iiber obere Transportwalzen 3 auf einer hori- 
zontalen Transportbahn 100 von einem Ende des Moduls 
mit gleichmassiger Geschwindigkeit zum anderen Ende des 
Moduls U-ansportiert. 

[0045] Wie in Fig, 1 dargesteilt ist, besteht ein einzelnes 
Modul aus einem Badbehalter 1, der die Behandlungsflus- 
sigkeit im Riissigkeitssumpf 17 aufnimmt. Der Badbehalter 

1 weisl hier zwei Seitenwande 24, 25 auf, sowie eine Vor- 
der- und eine Riickwand, von denen nur die Rilckwand 21 in 
Fig. 1 dargesteilt ist. Ausserdem sind eine Abdeckung 22 
sowie ein Behalterboden 23 vorgesehen. An der einlaufseiti- 
gen Seitenwand 24 ist ein horizontaler Schlilz 15 vorgese- 
hen, durch den die Leilerplatten 2 in das Modul eingefahren 
werden. An der auslaufseitigen Seitenwand 25 ist ebenfalls 
ein horizontaler Schlitz 16 vorgesehen, aus dem die Platten 

2 aus dem Modul wieder ausfahren. 

[0046] tiber nicht dargestellte Pumpen und Rohrleitungen 
wird die Behandlungsfliissigkeit iiber Behandlungseinrich- 
lungen, in diesem Beispiel eine obere Schwalldiise 6, hier 
zur bcssercn Darstellung im Schnitt dargesteilt, fur die che- 
mische Behandlung der PlaUen 2 zugefuhrl. 
[0047] Die Schwalldiise 6 ist an einem vertikal bewegli- 
chen Tragrahmen 4 befestigt. Die Hohenlage des Tragrah- 
mens 4 und der an ihm befestigten Behandlungseinrichtung 
6 wird uber hier nicht dargestellte Stellantriebe sowie Ex- 
zenlerweflen 5 eingesiellt. Hierzu ist der Tragrahmen 4 iiber 
Tragelemente 26 auf Exzenterwellen 5 abgeslutzt, die sich 
im wesentUchen quer zur Transportbahn parallel zu den Sei- 
tenwanden 24 bzw. 25 erstrecken. Durch Drehung der Ex- 
zenterwellen 5 werden die Tragelemente 26 und damit der 
Tragrahmen 4 in Richtung der Pfeile 27 in vertikaler Rich- 
tung bewcgl. 

[0048] Im Tragrahmen 4 ist auch eine Lagerung 11 der 
oberen TVansporlwalzen 3 in Form von Langldchern ange- 
bracht. Die Lagerung 11 in den Langldchern ist trotz der Hd- 
henverstelleinrichtung vorleilhaft. Die Hohenlage des unter- 
sten I^gerpunkies der Lagerung 11 ist so gewahlt, dass die 
Walzen 3 einerseits beim Einlaufen einer Leiterplatte 2 nur 
im Zehntelmillimeter-Bereich nach oben gedriickt werden 
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miissen, um die von der Platte aufzubringende Schubkraft 
klein zu halten, andererseits aber init ihrein Eigengewicht 
Oder durch Federkrafl die Platle sicher nach unten driicken 
konnen, auch gegen die Schubkraft einer evtl. unten ange- 
ordneten Spritzduse (im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel S 
nicht vorgesehen). Die unteren Transportwalzcn 12 sind in 
einem starren Transportwalzeniager 13 gelagert. 
[0049] Uber eine nicht dargestellte Steuerung der Anlage 
sowie nicht dargestellte Antriebe werden die Exzenterwelle 
5 vor dem Einlaufen einer Platte 2 in das jeweilige Behand- lO 
lungsmodul links herum oder rechts herum gedreht und da- 
mit die Hohenlage der oberen Schwalldiise 6 uber den Trag- 
rahmen 4 so veranden, dass trotz unterschiedlicher Platten- 
dicke der Abstand von der unteren Mantellinie der oberen 
Transportwalzcn 3 zur sich annahemden Leilerplatte 2 im- 15 
mer gleich gross bleibt. Gleichzeitig wird dabei auch die 
Hohenlage der oberen Schwalldiise 6 entsprechend der 
Dicke der Flatten 2 verandert. Durch diese Massnahme ist es 
mogUch, den Durchmesser der oberen Transportwalzen 3 
klein zu halten, um die Gefahr des Anklebens bei Behand- 20 
lung von Folienmaterial zu verringem, wertvolles Material 
fiir die Hers tell ung der Walzen 3 einzusparen und den Trans- 
port der Leiterplatten 2 sicher zu gestalten. 
[0050] Wurden die Walzenlager 11 von der Verstellein- 
richtung 4, 5, 26 nicht angehoben, wenn eine I^iterplatte 2 25 
auf die Transportwalzen 3 stosst, ware die aufzuwendende 
Kraft durch die Leiterplatten 2 mittels Vorschub der Flatten 

2 fur das Anheben der Walzen 3 durch den ungunsligeren 
Andriickwinkel zwischen Plattenkante und Transportwalze 

3 wesentlich hoher. Dies wiirde bei dickeren Flatten 2 oft- 30 
nials zu einem Plattenslau in dem Modul und damit zu einer 
Storung und gegebenenfalls zum Ausschuss bei derProduk- 
tion fuhren. 

[0051] Die Ermittiung der erforderlichen Hohenlage der 
Hubeinrichtung 4, 5, 26 wird von der Plattendicke abgelei- 35 
leL Die Plattendicke kann vor dem Einlauf der Flatten 2 oder 
bei der Beladung mittels eines Sensors ermittelt werden 
(hier nicht dargestellt). Das fur eine bestimmte Platte 2 er- 
mittelte Steuersignal in Abhangigkeit von deren Dicke wird 
zu einem bestimmten Zcitpunkt an die Verstelleinrichtung 4, 40 
5, 26 iibergeben, so dass der Verstellantrieb angesteuert 
wird, Hierzu wird die aktuelle Position der Platte 2 wahrend 
des Durchlaufes durch die gesamte Anlage anhand der 
Transportgeschwindigkeit berechnet und der Zcitpunkt er- 
mittelt, zu dem die Platte 2 die beU-effende Baugruppe pas- 45 
siert. Danach wird die Hohenlage des oberen Tragrahmens 4 
einschliesslich der Transportwalzen 3 und der Behandlungs- 
einrichtung 6 zeiuichtig eingestellt. 
[0052] Andert sich die Dicke der Flatten nur in grosseren 
Zeitabstandcn, beispielswcise in der Massenproduktion, so 50 
kann die Verstellung der oberen Baugruppcnlrager auch von 
Hand vorgenommen werden. In diesem Falle signalisiert die 
Steuerung den richtigen Zeitpunkt fur die Verstellung und 
den Sollweri iiber entsprechende Signalgeber an der Anlage 
an das Bedienungspersonal, welches die entsprechende Ein- 55 
slellung von Hand vomimmt. 

[0053] Zur Vereinfachung der Darstellung sind untere Be- 
handlungseinrichlungen, die auf ein fixes Niveau eingestellt 
sind, in Fig. 1 nicht dargestellt. 

[0054] In Fig, 2 ist ein Horizontal-Durchlaufbehandlungs- 60 
modul zum Gaivanisieren in einer zweilen Ausfiihrungs- 
form dargestellt 

[0055] Auch in diesem Falle bestehl ein einzelnes Modul 
aus einem Badbehaltcr 1, der die Behandlungsfliissigkeit im 
Flussigkeitssumpf 17 aufnimmt. Der Badbehalter 1 weist 65 
ebenfalls zwei Seitenwande 24, 25 sowie eine Vorder- und 
eine Ruckwand auf, von denen nur die Riickwand 21 darge- 
stellt ist. Ausserdem sind eine Abdeckung 22 sowie ein Be- 
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halterboden 23 vorgesehen. An der einlaufseitigen Seiien- 
wand 24 ist ein horizontaler Schlitz 15 vorgesehen, durch 
den die Leiterplatten 2 in das Modul eingefahren werden. 
An der auslaufseitigen Sei ten wand 25 ist ebenfalls ein hori- 
zontaler Schlitz 16 vorgesehen, aus dem die Flatten 2 aus 
dem Modul wieder ausfahren. 

[0056] Oberhalb und unterhalb der Transponbahn 100 fur 
die Flatten 2 befinden sich in diesem Ausfuhrungsbeispiel 
unlosliche Anoden 7, 8. Strom wird den Flatten 2 in diesem 
Beispiel durch nicht dargestellte Kontaktklammem am seit- 
lichen Rand der Flatten 2 zugefiihrt. Altemativ hierzu kon- 
nen auch oberhalb und unterhalb des Behandlungsgutes 2 
angeordnete kathodisch gepolte elektrisch leitfahige Kon- 
taklwalzen verwendet werden, die jedoch wegen der Gefahr 
einer Metallisierung haufig ausserhalb der Behandlungsflus- 
sigkeit angeordnet sind. 

[0057] Der Abstand der unteren Anoden 8 zu den Flatten 2 
ist fest vorgegeben und bei alien Fiattenstarken gleich gross, 
weii die unteren TVansportrader 18 auf einem fest eingestell- 
ten Niveau gelagert sind und sie dadurch die Lage der Un- 
terseite der Flatten 2 bestimmen. Die Flatten 2 werden in 
diesem Modul nicht durch Walzen sondem durch schmale 
TransporU-ader 18 transportiert, well Walzen eine zu starke 
Abblendwirkung des elekuischen Feldes gegenuber den 
Flatten 2 batten. Die Transportrader 18 ragen durch Schlitze 
in den unteren Anoden 8 in die elektrolytische Teilzelle zwi- 
schen der Transportbahn 100 und der unteren Anode 8 hin- 
ein. 

[0058] Der Abstand zwischen der oberen Anode 7 und der 
Oberseite der Leiterplatten 2 wird entsprechend der Dicke 
dieser Flatten 2 uber einen Tragrahmen 4, Spindelmutlern 
10 und durch Drehen der Gewindespindeln 9 mittels nicht 
dargestellter Antriebe verandert. Wurden dicke Flatten 2 
ohne Anpassung dieses Abstandes produziert, ware dieser 
oben geringer als bei der Produktion von dunnen Flatten 
oder Folien 2, so dass es zu ortlichen Unterschieden der ka- 
thodischen SUromdichte und somit gegebenenfalls zu An- 
brennungen im Metallniederschlag kommen wurde, well die 
Spitzenwirkung von Kantcn und Inselflachen bei unter- 
schiedlichen Anoden/Kathoden-Abstanden erheblich diffe- 
rieren wiirde. Ist der Anoden/Kathoden- Abstand der Zelle, 
und damit der Su-omkreislauf im ElekU-olyten zum Beispiel 
auf 10 min festgelegt, ergibt sich ohne Verstellung der obe- 
ren Anoden 7 bei einer Plattendicke von 0,5 mm ein oberer 
Anoden/Kathoden-Abstand von 9,5 mm. Ist die Platte dage- 
gen ein Multilayer mit einer Dicke von 5 mm, betragt der 
Abstand oben nur noch 5 nun und ist damit gegenuber dem 
unteren Abstand um etwa 50% kleiner. Dieser Unterschied 
ist nicht mehr tolerierbar. 

[0059] Durch Anheben der oberen Anoden 7 in Abhangig- 
keit von der Dicke der Flatten 2 beim Einlaufen in das Mo- 
dul konnen Qualitatsunterschiede und im Extremfali Aus- 
schuss bei der T^roduktion sicher vermieden werden. 
[0060] In Fig. 3 ist eine weitere bevorzugte Ausfuhrungs- 
fonn der erfindungsgcmassen Durchlaufanlage dargestellt. 
Bezuglich der einzelnen Elemente der Anlage wird auf die 
Beschreibung zu Fig. 1 Bezug genommen. Gleiche Bezugs- 
zeichen bezeichnen dieselben Elemente. In diesem Falle 
konnen das einlaufseitige und das auslaufseitige Ende des 
Tragrahmens 4 unabhangig voneinander angehoben, abge- 
senkt bzw. verschwenkt werden. Dadurch wird auch beim 
Wechsel von Leiterplatten 2 mit geringer Dicke zu dicken 
Leiterplatten 2 oder umgekehrt ein mdglichst gleichmassig 
grosser Abstand der oberen Leiterplattenoberflache von den 
Behandlungseinrichtungen, hier der Schwailduse 6, gewahr- 
leistet. 

[0061] Vor dem Einlaufen der Flatten 2 wird hierzu zu- 
nachst die einlaufseitige Hohenverstelteinrichtung 4, 5, 26 
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auf der rechten Seite in Fig. 3 betatigt, Nachdem die erste 
Platte 2\ die beispielsweise sehr dunn sein kann, etwa die 
hatbe Streckc des Tragrahiiiens 4 zuriickgelegt hat, wird die 
auslaufseitige Verstelleinrichtung 4, 5, 26 auf der linken 
Seite von Fig. 3 betatigt. Folgt danach eine dickere Platte 2, S 
wird die rechte Verstelleinrichtung 4, 5, 26 wieder derart be- 
tatigt, dass der Tragrahmen 4 auf der Einlaufseite angehoben 
wird. Dadurch wird die Baugruppe mit der Schwaildiise 6 
und den Transportwalzen 3, die uber den Tragrahmen 4 fesl 
miteinander verbunden sind, fortwahrend in Abhangigkeil lO 
von der Dicke der jeweils passierenden Leiterplatte 2 um 
eine Achse verschwenkt, die sich quer zur Transportbahn 
100 in horizontaler Richiung erstreckt. 
[0062] Durch diese Schwenkbewegung der Baugruppe er- 
iibrigt es sich, beim Wechsel von Platten 2 mit einer be- 13 
stimmten Dicke zu Platten 2' mit einer wesentlich anderen 
Dicke Dummyplatten oder Lucken im Produktionsfluss fah- 
ren zu miissen. Folgt zum Beispiel auf eine dUnne Platte 2' 
eine dicke Platte 2, so waren die angehobenen Walzen 3 
ohne die getrennten Versteileinrichlungcn 4, 5, 26 beim Ein- 20 
laufen der dicken Platten 2 nicht in der Lage, die noch im 
Modul befindlichen dunnen Platten 2' an der Auslaufseile zu 
halten und zu befordem. Werden aber zunachst nur die 
Transportwalzen 3 auf der Einlaufseite entsprechend den 
nachfolgenden dickeren Platten 2 angehoben, k5nnen die an 25 
der Auslaufseite noch tiefer positionierten Transportwalzen 
3 die diinneien Platten T noch sicher halten. 

Bezugszeichenliste 

30 

I Badbeh alter 

2, 2' Behandlungsgut, (Leiter)platte 

3 Obere Transportwalzen 

4 Tragrahmen 

5 Exzenter zur Hohenverstellung des Tragrahmens 4 35 

6 Hohenverstetibare obere Schwallduse 

7 Unlosliche obere Anode 

8 Unlosliche untere Anode 

9 Gewindespindel zur Hohenverstellung des Tragrahmens 4 

10 Spindelmutter 40 

II Transportwalzenlager oben 

12 Untere Transportwalzen 

13 Unteres starres Transportwalzenlager 

14 Durchlaufrichtung des Behandlungsgutes 2 

15 Einlaufschlitz 45 

16 Auslaufschlitz 

17 Behandlungsfllissigkeit 

18 Transportrader 

21 hintere Sei ten wand des Anlagenmoduls 

22 Abdeckung des Anlagenmoduls 50 

23 Boden des Anlagenmoduls 

24 Einlauf-Seitenwand des Anlagenmoduls 

25 Auslauf-Seitenwand des Anlagenmoduls 

26 Tragelement 

27 Bewegungsrichtung der Baugruppe 55 
100 Transportbahn fur die Leiterplatten 2 

Patentanspriiche 

1. Horizontal-Durchlaufanlage zum galvanotechni- 60 
schen Behandeln von Behandlungsgut (2), umfassend 
folgende Einrichtungen: 

(a) jeweils mindestens ein Transportorgan (3; 12, 
18) fur das Behandlungsgut (2) oberhalb und un- 
terhalb einer horizontalen Transportbahn (100), in 65 
der das Behandlungsgut (2) in einer Transport- 
richtung (14) durch die Durchlaufanlage beforder- 
bar ist; 
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(b) mindestens eine Behandlungseinrichtung (6) 
fiir das Behandlungsgut (2), die oberhalb der 
Transportbahn (100) angeordnet und die zusam- 
men mit dem mindestens einen Transportorgan 
(3) oberhalb der Transportbahn (100) eine Bau- 
gruppe bildet; 

(c) mindestens eine Verstelleinrichtung (4; 9, 10; 
5, 26) fur die Baugruppe, wobei die mindestens 
eine Verstelleinrichtung (4; 9, 10; 5, 26) derart 
ausgebildet ist, dass die Baugruppe im wesentli- 
chen vertikal anhebbar oder absenkbar isl und/ 
Oder verschwenkbar ist. 

2. Durchlaufanlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Mittel (4; 9, 10; 5, 26) vorgesehen sind, 
mit denen der Abstand der Baugruppe von die Bau- 
gruppe passierendem Behandlungsgut (2) im wesentli- 
chen immer gleich gross gehalten werden kann. 

3. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein 
Sensor zur Eniiittlung der Dicke des Behandlungsgutes 
(2) vorgesehen ist. 

4. Durchlaufanlage nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der mindestens eine Sensor im Einlauf- 
bereich der Durchlaufanlage fiir das Behandlungsgut 
(2) angeordnet ist. 

5. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Speicher fiir 
Daten zur Dicke des Behandlungsgutes (2) vorgesehen 
ist. 

6. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 

spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel zur logi- 
schen Verfolgung des Behandlungsgutes (2) in der 
Durchlaufanlage sowie ein Steuerungssystem fiir die 
mindestens eine Verstelleinrichlung (4; 9, 10; 5, 26) fiir 
die Baugruppe vorgesehen sind, so dass durch die Mit- 
tel zur logischen Verfolgung des Behandlungsgutes (2) 
und das Steuerungssystem die Hohenlage der Bau- 
gruppe an die Dicke von die Baugruppe jeweils passie- 
rendem Behandlungsgut (2) anpassbar ist. 

7. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Verstelleinrichtung ausgewahlt ist aus der Gruppe, 
umfassend eine motorisch angetriebene Exzenterwelle 
(5), eine motorisch angeUnebene Gewindespindel (9), 
eine hydraulisch oder pneumatisch angetriebene Ver- 
stelleinrichtung und einen motorisch angetriebenen 
Seilzug. 

8. Durchlaufanlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass Hilfsenergie fiir einen hydraulischen 
Antrieb der mindestens einen Verstelleinrichtung min- 
destens einer Pumpe an der Durchlaufanlage entnehm- 
bar ist, die fur die Versorgung von Spritz-, Spriih- oder 
Schwalldiisen (6) und/oder fur die Kreislauffuhrung 
von Badfliissigkeit fiir die Badumwalzung vorgesehen 
ist. 

9. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens 
eine Behandlungseinrichtung ausgewahlt ist aus der 
Gruppe, umfassend Anoden, Kathoden, Spriizdiisen, 
Schwalldiisen (6), Spriihdiisen und Bias- und Saugdii- 
sen fur Gase sowie Zusatzfuhrungselemente fur dunnes 
Behandlungsgut (2). 

10. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens 
eine Transportorgan (3; 12, 18) langgestreckt ausgebil- 
det ist und sich in horizontaler Richtung und im we- 
sentlichen quer zur Transportrichtung (14) erstreckt. 

11. Durchlaufanlage nach Anspruch 10, dadurch ge- 
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kennzeichnet, class das mindestens eine oberhaib der 
Transportbahn (100) angeordnete Transportorgan (3) in 
ausserhalb der Transportbahn (100) angeordneien seil* 
lichen Langlochlagem (11) gefuhrt ist. 

12. Durchlaufanlage nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens 
eine Transportotgan ausgewahlt ist aus der Gruppe, 
umfassend Transportwalzen (3; 12) sowie auf einer 
Achse angeordnete Transporlrollen (18). 

13. Verfahren zum galvanotechnischen Behandeln von 
Behandlungsgut in einer Horizontal-Durchlaufanlage, 
bei dem 

(a) zunachst Daten zur Dicke des Behandlungs- 
gutes (2) vor dessen Zufiihrung zur Durchlaufan- 
lage erfasst und in einem Datenspeicher gespei- 
chert werden; 

(b) das Behandlungsgut (2) in einer Transport- 
richtung (14) zur Durchlaufanlage zugefuhrt und 
in einer Transportbahn (100) durch die Durchlauf- 
anlage hindurchgcfuhrt wird; 

(c) eine Baugruppe, die mindestens ein Transpor- 
torgan (3; 12, 18) fiir das Behandlungsgut (2) so- 
wie mindestens eine Behandlungseinrichtung (6) 
aufweist und die oberhaib der Transportbahn 
(100) in der Durchlaufanlage angeordnel isl, der- 
arl eingestellt wird, dass die Baugruppe gegen- 
iiber der Transportbahn (100) in Abhangigkeit 
von der Dicke von jeweils passierendem Behand- 
lungsgut (2) angehoben oder abgesenkt und/oder 
verschwenkt wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Abstand der Baugruppe von die Bau- 
gruppe passierendem Behandlungsgut (2) im wesentli- 
chen immer gleich gross gehalten wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 und 14, 35 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des Behand- 
lungsgutes (2) am Einlauf in die Durchlaufanlage mil- 
tels mindestens einen Sensors ermittelt wird. 

16. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Daten zur Dicke des 
Behandlungsgutes (2) in Steuersignale konvertiert und 
die Steuersignale zur Ansteuerung mindestens einer 
Verstelleinrichtung (4; 9, 10; 5, 26) zum Anheben, Ab- 
senken und/oder Verschwenken der Baugruppe iiber- 
tragen werden. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass der jeweilige Ort, an 
dem sich das Behandlungsgut (2) in der Durchlaufan- 
lage befindet, standig logisch verfolgt wird und die 
Baugruppe in Abhangigkeit von dem Ort angehoben, 
abgesenkt oder verschwenkt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe uber min- 
destens eine mittels eines Stellantriebes angeuiebene 
Verstelleinrichtung, ausgewahlt aus der Gruppe, um- 55 
fassend motorisch angetriebene Exzenterwellen (5), 
motorisch angetriebene Gewindespindeln (9), hydrau- 
lische Anuiebe, pneumatische Anlriebe und motorisch 
angetriebene Seilzuge, angehoben, abgesenkt und/oder 
verschwenkt wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, dass Hilfseneigie fiir einen 
hydraulischen AnUrieb der mindestens einen Verstell- 
einrichtung mindestens einer Pumpe an der Durchlauf- 
anlage entnommen wird, die die Spritz-, Spriih- oder 65 
Schwalldusen (6) versorgt und/oder die fiir die Kreis- 
lauffuhrung von Badfliissigkeit fUr die Badumwalzung 
vorgesehen ist. 
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20. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Sollwert fiir die Ho- 
heneinstellung der Baugruppe durch Messen der Dicke 
des Behandlungsgutes (2) beim Zufiihren zur Durch- 
laufanlage und durch logisches Verfolgen des Behand- 
lungsgutes (2) wahrend des Durchlaufes durch die 
Durchlaufanlage ermittelt wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugruppe wahrend 
der Beforderung des Behandlungsgutes (2) durch die 
Durchlaufanlage so verschwenkt wird, dass die Hohen- 
lage des einlaufseitigen Bereichs der Baugruppe an die 
Dicke von neu zugefuhrtem Behandlungsgut (2) ange- 
passt wird und die Baugruppe beim weiteren Passieren 
des Behandlungsgutes (2) emeut so verschwenkt wird, 
dass nunmehr die Hohenlage des auslaufseitigen Be- 
reichs der Baugruppe an die Dicke dieses zugefuhrten 
Behandlungsguts (2) angepasst wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Hohenlage der Bau- 
gruppe an die Dicke des Behandlungsgutes (2) in der 
Weise angepasst wird, dass die Kraft, die von dem min- 
destens einen Transportorgan (3) auf das jeweils pas- 
sierende Behandlungsgut (2) ausgeiibt wird, begrenzt 
wird. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: 
Int. CI.': 

Offenlegungstag: 



DE10210 538A1 

C25D 17/28 

25. September 2003 




103 390/287 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int Ci.': 

Offenlegungstag: 



DE10210 538A1 

C25D 17/28 

25. September 2003 




103 390/287 



ZEICHNUNGEN SEITE3 



Nummer DE 102 10 538 A1 

lnt.Cl7: €250 17/28 

Offenlegungstag: 25. September 2003 




103 390/287 



